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１．概要（Summary） 

固液界面の分光観測手法の一つに、金属ナノ構造の

近傍で赤外吸収が増強される現象を利用する、表面増強

赤外吸収分光法がある。この手法において吸収増強効果

を担うナノ構造として、よく規定されたナノ構造を利用でき

れば、再現性・定量性・測定可能波長領域の向上が見込

める。そこで、名古屋大学の微細加工 PFを利用して、遠

赤外領域を含む広い波数領域で吸収増強効果を発揮し、

電極としても機能するようなナノ構造基板の試作を行っ

た。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

電子ビーム蒸着装置, 電子線露光装置 

【実験方法】 

本研究では、表面増強を実現する周期性を持ち、かつ

電位が制御できる一体型の構造として、くし型金ナノ構造

の作製を行った。シリコンウェハーに対して、スピンコータ

ーによる電子線レジスト材の塗布、電子線露光装置による

パターン描画、電子ビーム蒸着装置による金(及び接着

層としてのクロム)の蒸着、剥離剤中での超音波洗浄によ

るレジスト剥離を順に行い、周期金ナノ構造の作製を行っ

た。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

電子線露光装置の露光条件について検討を行った。

大面積の作製に向けて、十分な精度を保ちつつ迅速な

描画を可能とする露光条件が決定できた。 

また、レジスト剥離の条件についても検討を行ったいく

つか方法を試す中で、超音波洗浄機を利用した最適な

条件を見つけることができた。 

条件検討の結果、Fig. 1に示す SEM像の通り、想定

していたデザインのくし型金ナノ構造の試作に成功した。

赤外吸収の増強効果が期待でき、また途中に切れ目など

もなく全体の電位を一意に制御できるような構造ができ

た。 

今後は、実際の分光観測への応用に向けて、増強効果

の向上やナノ構造の大面積化などを計画している。 

 

Fig. 1 SEM images (entire and closed pictures) of 

the periodic Au nanostructure fabricated on the Si 

wafer.  

 

４．その他・特記事項（Others） 

・機器利用の指導および技術代行を行っていただいた 
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